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Urz� dzenia stacjonarne do ci� cia plazmowego CP-200 i CP-300 s�  
przeznaczone przede wszystkim do maszynowego ci� cia plazmowego przy 
zastosowaniu powietrza stali w� glowych, stopowych i metali nie� elaznych. 
Mog�  pracowa�  autonomicznie lub na stanowiskach sterowanych 
numerycznie w zale� no� ci od wymaga�  u� ytkownika.  

  
Zalety urz� dze� :   

� � ma
e zu� ycie dysz i katod  

� � pewny, powtarzalny zap
on 
uku pilotuj� cego 

� � 
atwy zap
on 
uku niezale� nie od pokrycia ci� tych materia
ów rdz�  lub lakierem 

� � w� ska strefa przegrzania ci� tego materia
u 

� � du� a g
adko� �  kraw� dzi i ma
e straty materia
u 

� � mo� liwo� �  ci� cia wzd
u�  dowolnej krzywej 

� � w pe
ni zautomatyzowane ci� cie przy zastosowaniu systemów maszynowych 

� � wysoki komfort i 
atwo� �  obs
ugi 

W urz� dzeniach czas liniowego narastania nat� � enia pr� du na pocz� tku cyklu ci� cia jest 
nastawiany p
ynnie w zakresie 0 – 1,4 s. Przy zap
onie 
uku podawany jest gaz 
o obni� onym ci� nieniu. Dzi� ki temu uzyskuje si�  wyd
u� enie czasu pracy katod i dysz. 

CP-200 

CP-200 sk
ada si�  z zasilacza inwertorowego, uchwytu plazmowego maszynowego, 
ch
odnicy oraz przystawki umo� liwiaj� cej pod
� czenie uchwytów plazmowych ró� nych 
typów. Standardowo urz� dzenie jest wyposa� one w uchwyt plazmowy maszynowy do 
ci� cia powietrzem typu ABIPLAS CUT 200 W MT firmy ABICOR BINZEL.  

CP-300 

CP-300 sk
ada si�  z zasilacza inwertorowego (dwóch po
� czonych równolegle jednostek 
o  pr� dzie ci� cia 150 A), uchwytu plazmowego maszynowego, uk
adu ch
odzenia 
i przystawki umo� liwiaj� cej pod
� czenie ró� nych typów uchwytów plazmowych. 
Standardowo urz� dzenie jest wyposa� one w dwugazowy, ch
odzony wod�  uchwyt 
plazmowy Maximizer 300 firmy Thermal Dynamics.  

 
CP-200 

 
CP-300 
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Dane techniczne 

Typ CP-200 CP-300 

Nat� � enie pr� du ci� cia nastawiane 
p
ynnie 

40-200 A 80-300 A 

Maksymalna grubo� �  ci� cia 50 mm 70 mm 

Efektywne ci� cie maszynowe 1-25 mm 1-50 mm 

Napi� cie zasilania 3-fazowe  400 V; 50 Hz 400 V; 50 Hz 

Maksymalny pr� d zasilania 63 A 125 A 

Wspó
czynnik mocy 0,74 0,77 

Sprawno� �  92 % 93 % 

Napi� cie w stanie bez obci� � enia  335 V 288 V 

Wspó
czynnik obci� � enia X=100% (180 A) X=100 (300 A) 

Klasa izolacji F F 

Stopie�  ochrony urz� dzenia IP 21 IP 21 

Gaz plazmowy powietrze  powietrze lub tlen 

Gaz ochronny  powietrze 

Ci� nienie gazu plazmowego 0,35 Mpa 0,55 Mpa 

Ci� nienie gazu ochronnego  0,31 Mpa 

Czynnik ch
odz� cy uchwyt woda destylowana woda destylowana 

Masa  108 kg 2 x 100 kg 

Wymiary (szer. x wys. x d
.) 445x800x520 mm 500x800x580 mm *) 

Wymiary przystawki 220x255x315 mm 220x255x315 mm 

*) Wymiary pojedynczego zasilacza 
 
 


